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Emalia zabezpieczająca powierzchnię metalu przed ścieraniem

Przedmiotem wynalazku jest emalia ceramiczna
zabezpieczająca powierzchnię metalu przed ście¬
raniem.

Znane emalie stosowane do powlekania powierz¬
chni metalowych głównie naczyń z takim celem, i
aby powierzchnie te uodpornić na korozję oraz na
działanie różnych związków chemicznych zawiera¬
ją tlenki krzemu, aluminium, sodu, potasu, litu,
wapnia, tytanu i boru oraz fluor w różnych związ¬
kach metalicznych. 10

Jeśli chodzi o uodpornienie powierzchni metalo¬
wych przed korozją i działaniem agresywnych
związków chemicznych te znane emalie zadanie to
spełniały należycie.

Wadą tych emalii była mała ich odporność na j6
ścieranie, zwłaszcza przy tarciu twardych kruszyw
o te powierzchnie. Spowodowane było to niedosta¬
teczną przyczepnością do podłoża metalicznego,
oraz małą odpornością na tarcie powierzchniowe.

Celem wynalazku jest opracowanie takiego skla- 20
du emalii aby była ona pozbawiona wad znanych
emalii ceramicznych, oraz w pełni zabezpieczała
podłoże metaliczne przed ścieraniem.

Istotą emalii według wynalazku jest wprowa¬
dzenie do typowego układu emalii zawierającego 25
tlenek krzemu, tlenek glinu, tlenek litu, tlenek
potasu, tlenek wapnia, tlenek boru i fluor — skła¬
du w odpowiedniej ilości tlenków takich metali
jak kobalt, nikiel, mangan, żelazo oraz tlenku

chromu i tlenku tytanu. ao

Emalia weług wynalazku składa się z SiOj w
ilości 37,0 do 49,7% wagowych, AL2O3 w ilości 3,0
do 7,3% wagowych (Li20 + K2O -ł- Na20) w ilości
1,25 do 3,9% wagowych, B2O3 w ilości 17,0 do
23,1% wagowych, Na20 w ilości 11,0 do 16,5% wa¬
gowych, P2O5 w ilości 1,9 do 2,1% wagowych, K2O
w ilości 0,8 do 3,0% wagowych, CoO w ilości od 0,1
do 0,4% wagowych, Ni02 w ilości 0,9 do 1,85% wa¬
gowych, MnO w ilości od 0,4 do 1,05% wagowych,
Fe20a w ilości od 0,06 do 1,0% wagowych, CaO w
ilości do 2,5% wagowych, UO2 do 0,13% wago¬
wych, Na2 SiFtf w ilości do 3,5% wagowych i CaF2
w ilości od 7,0 do 11,2% wagowych.

W innym wariancie wykonania emalia składa się
z Si02 w ilości 53,0 do 58,0% wagowych, B2O3 w
ilości 8,2 do 13,6% wagowych, Na20 w ilości od
10,0 do 15,0% wagowych, CaF2 w ilości do 7,1%
wagowych, CaO do 5,3% wagowych, AI2O3 w ilo¬
ści 2,4 do 4,1% wagowych, Ti02 w ilości 1,9 do
7,0% wagowych, (Li02 + K20 + NazO) w ilości do
1,4% wagowych, CoO w ilości 1,4 do 2,2% wago¬
wych, K2O w ilości 4,0% wagowych, Na3AlFs w
ilości do 6,0% wagowych, MmO w ilości do 3,2%
wagowych, Fe203 w ilości do 0,7% wagowych,
Cr203 w ilości od 0,9 do 1,5% wagowych, CuO w
ilości do 0,1% wagowych, NiO w ilości do 0,2%
wagowych, BaO w ilości do 0,9% wagowych i NaF
w ilości do 5,9% wagowych.

Emalia według wynalazku bardzo skutecznie za¬
bezpiecza powierzchnie metalowe przed ścieraniem.
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Przykład I. Emalia o składzie w % wago¬
wych Si02 — 38,1%, Al2Oa — 6,0% grupa (Li20 +
+ Na20 + KzO) — 3,0%, B2Os — 22,0%, Na20 —
16,5%, P2O5 — 2,0%, K20 — 3,0%, CoO — 0,4%,
NiO — 1,85%, MnO — 1,05%, Fe203 — 0,10%,
CoO — 2,5%, Na2SiF6 — 3,5%. Emalię tę nakłada
siq bezpośrednio na powierzchnię metalowe.
Emalia o składzie w % wagowych: Si02 — 54,9%,
B2Os — 13,6%, Na20 — 11,2%, CaF2 — 7,1%,
CaO — 5,3%, AL2O3 — 2,4%, Ti02 — 1,9%, grupa

(Na2 0+ K2O + Li20) — 1,4%, CoO — 2,2%. Emalię
tę stosuje się jako emalię kryjącą.

Przykład II. Emalia o składzie w % wago¬
wych: Si02 — 37,0%, AL2O3 — 3,0%, grupa (Li20
+ K20+,Na20) — 1,25%, B2O3 — 23,4%, N20 —
16,5%, P2O5 — 2,1%, K20 — 2,6%, CoO — 0,4%,
NiO — 1,8%, MnO — 0,45%, Fe203 — 0,16%, Li20
— 0,13%, CaF2 — 11,2%. Emalię itę nakłada się
bezpośrednio na powierzchnie metalowe.
Emalia o składzie w % wagowych: Si02 — 53,0%,
B2O3 — 8,2%, Na20 — 15,0%, K20 — 4,0%, TiO —
6,5%, CoO —1,4%, Na3AlF6 — 6,0%, MnO — 3,2%,
Fe203 — 0,7%, Cr203 — 0,9%, CuO — 0,1%, NiO
— 0,2%, BaO — 0,9%. Emalię tę stosuje się jako
emalię kryjącą.

Przykład III. Emalia o składzie w % wago¬
wych: <Si02 — 49,7%, Al2Oa — 7,3%, grupa (LiO
+ K2O + Na20) — 3,9%, B203 — 17,0%, Na20 —
11,0%, P2O5 — 1,9%, K20 — 0,8%, CoO — 0,1%,
NiO — 0,9%, MnO — 0,4%, CaF2 — 7,0%. Emalię
tę nakłada się bezpośrednio na powierzchnie me¬
talowe.

Emalia o składzie w % wagowych: Si02 — 58,0%.
B2Q3 — 9,5%, N20 — 10,0%, K2O — 4,0%, AL2O3

4

— 4,1%, Ti02 — 7,0%, Cr203 — 1,5%, NaF — 5,9%.
Emalię tę stosuje się jako emalię kryjącą.

Zastrzeżenia patentowe
5

1. Emalia zabezpieczająca powierzchnię metalu
przed ścieraniem, znamienna tym, że składa się
z Si02 w ilości od 37,0 do 49,7% wagowych, A1203
w ilości 3,0—7,3% wagowych, (Li20 + K2C + Na20)

10 w ilości 1,25—3,9% wagowych, B2O3 w ilości 17,0—
23,4% wagowych, Na20 w ilości 11,0—16,5% wago¬
wych, PvOR w ilości 1,9—!\1% wagowych, K20 w
w ilości 0,8—3,0% wagowych, CoO w ilości 0,1—
—0,4% wagowych, NiO w ilości 0,9—1,85% wago-

15 wych, MnO w ilości 0,4—1,05% wagowych, Fe203
w ilości 0,06—1,0% wagowych, CaO w ilości do
2,5% wagowych, LiaO w ilości do 0,13% wago¬
wych, Na2SIF6 w ilośri do 3,5% wagowych, CaF2
w ilości 7,0—11,2% wagowych.

20 2, Emalia zabezpieczająca powierzchnię metalu
przed ścieraniem, znamienna tym, że składa się 7
Si02 w ilości 53,0—58,0% wagowych, B2Oa w ilości
8,2—13,6% wagowych, Na20 w ilości 10,0—15,0%
wagowych, CaF2 w ilości do 7,1% wagowych, CaO

25 w ilości do 5,3% wagowych, AL2O3 w ilości 2,4—
—4,1% wagowych, Ti02 w ilości 1,9—7,C% wago¬
wych, (Li20 + K20 + Na20) w ilości do 1,4% wa¬
gowych, CoO w ilości 1,4—2,2% wagowych, K2O
w ilości 4,0% wagowych, Na3ALF6 w ilości do

30 6,w'Vo wagowych, MnO w ilości do 3,2% wagowych,
Fe20a w ilości do 0,7% wagowych, Cr203 w ilości
0,9—1,5% wagowych, CuO w ilości do 0,1% wago¬
wych, NiO w ilości do 0,2% wagowych, BaO w ilo¬
ści do 0,9% wagowych, NaF w ilości do 5,9% wa-

85 gowych.
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